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Odborna uroven prace:
U \^ynikajici ® velmi dobra Q prumerna Q podprumerna Q nevyhovujlci

Vecne chyby:
Q temef zadne ® vzhledem k rozsahu pfimefeny pocet Q mene podstatne cetne Q zavazne

Vysledky:
S originalni Q puvodni i pfevzate Q netrivialni kompilace Q citovane z literatury Q opsane

Rozsah prace:
S veliky O standardni Q dostatecny Q nedostatecny

Graficka, jazykova a formalnl uroven:
Q vynikajici ® velmi dobra Q prumerna Q podprumerna Q nevyhovujicl

Tiskove chyby:
S temef zadne Q vzhledem k rozsahu a tematu primefeny pocet Q cetne

Celkova uroven prace:
Q vynikajici IS velmi dobra G prurnerna Q podprumerna Q nevyhovujici



Slovni vyjadrem, komentafe a pripommky oponenta:

Hodnocenaprace je pome'rne rozsahla, a dobfe napsana. V celem textu jejen nekolik preklepu a
nepodstam^ch jazykov^ch chyb, ktere nesnizujl jeho srozumitelnost. V kapitolach Uvod a Pfehled
metod autor srozumitelne a ucelene pfiblizuje techniky pouzivane v elektronove litografn a
nanomanipulaci. Vytcenych ci'lu bylo dosazeno, byly zjisteny moznosti a nalezeny optimalm
parametry pouzitl noveho SEM pro elektronovou litografii. Take byly provedeny upravy
mikroskopu za ucelem mefeni vodivosti litograficky vytvofenych struktur a provedena zkusebni
mefeni. K textu mam pouze nekolik vyhrad:

• Na str. 9 ve vzorci pro disperzivitu polymeru je mfsto nurnericky prumerne molarni
hmotnosti MN velicina MD, o ktere se v textu nepi'se.

• Na str. 10 v popisu obr. 2.2 (a) resp. (b) jsou prohozeny pojmy negativni resp. pozitivni
rezist, coz je pomerne matouci, vzhledem k tomu, ze tento obrazek slouzi prave
k vysvetleni techto pojmu.

• Vkapitole 2.1.3 na str. 14 autor pise, zerozliseni elektronove litograiie zavisi hlavng na
sifce svazku a energii pouzity'ch elektronu. Take uvadi, ze prumer pouzitych svazku se
pohybuje v fadu jednotek nm, Na pfedchozi strane v odstavci Sekundarni elektrony vsak
pise, ze sekundarni elektron>r se podili na rozsifeni efektivniho prumeru svazku pfiblizne
10 nm a tvofi tak hlavni cast prakticky pouzitelnych minimalnich rozmeru svazku.

• Str. 35., obr. 4.8 (a) a (b)3 porovnani chromoveho dratku aplosky - meritko se lisi 5x,
pokud to vezmeme v uvahu, vede to k opacnemu zaveru — okraje plosky jsou hufe "
definovany.

Pffpadne otazky pfi obhajobe a namety do diskuze:

• Obr. 2.5 str. 15 - autor zduvodnuje vady zi'skane struktury proximity efektem, obrazek
vsak spfse vyvolava dojem, ze slo o nedokonale" odstraneni lift-off.

• Str. 25, 3. odstavec-procje z uvedenych materialu vhodn^pro nanomanipulaci W?
• Proc byly pouzity ruzne tlousfky funkcm'ch vrstev pro ruzne materialy (str. 32)?
• Str. 34j 3. odstavec a obr. 4.10 —podle autora nebyla vrstva odstranena proto, ze se

rozpoustedlo nedostalo pod deponovanou fankcni vrst\ai. Neni mozne, ze rezist byl
rozpoustedlem odstranen, ale funkcni vrstva, ktera byla puvodne na rezistu zustala presto
pevne spojena s chromovou vrstvou na kfemikovem substratu?

• Uvedene ̂ sledtc5? navozuji dojem, ze dost problematickym krokem v celem procesu je
krok posledni — odstraneni rezistu a funkcni vrstvy nesene na rezistu tzv. lift-off.
Nedosahlo by se lepsich vysledku prodlouzenim pobytu vzorku v rozpoustedle pfipadne
v ultrazvukove pracce?

Pr^ci
IS doporucuji
U nedoporucuji
uznat jako bakalafskou.

Navrhuji liodnoceni stupnem:
E vyborne Q vehni dobfe Q dobfe Q neprospel/a
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